
 

Einsatzgebiete 
 
 
 

• Oberflächenanalyse 
 
• Tiefenprofilanalyse 
 
• Verunreinigungsanalyse 

 
 
 

 

Röntgenphotoelektronenspektroskopie 
(XPS)  

 

Technische Parameter 
 
Photoelektronenspektrometer: 
PHI VersaProbe II 
 
Röntgenquelle: 
Aluminiumanode (Al Kα, Photonenenergie 
1486,6 eV) 
Ionenquelle: Ar+ (Energie 0.25-5 keV) 
 
Primärstrahl: monochromatisierter  

AlK - 1486,6 eV 
Detektiertes Signal: Photoelektronen  
Detektierte Elemente: Li – U  
Informationen über chemische Bindungen 
Lateralauflösung: 10 µm – 100 µm 
Tiefenauflösung:   2 – 3 nm (Tiefenprofile) 
        1 – 10 nm (Oberflächenanalyse) 
Nachweisempfindlichkeit:  0.5 at.%  
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